M-TeCK

Die Hybridtechnologie
aus Sieb und Schablone




M-TeCK Schablone

etallisierungs- T echnologie der Christian Koenen GmbH

KOENEN



Siebtechnologie

Beispiel: Bespannungswinkel 45°
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Druck von Kreisringen/Rahmen maglich
Abdichtung zwischen Sieb und Substrat
>> Vermeidung von Verschmierungen

Zufallige Verteilung der Maschendffnungen

>> ,Sagezahn-Effekt"

>> Unterschiedliches Pastenausloseverhalten

GleichmalRige Schichtstarken auch bei grof3en Flachen

hohere Oberflachenrauigkeit bei hochviskosen Medien



Schablonentechnologie

Druck von Kreisringen nur mit Stegen tber die gesamte
Materialstarke moglich
ungleichnmafidige Oberflachenstruktur (Einschnlrungen)
Keine Abdichtung zwischen Schablone und Substrat
Pasten-Verschmierungen

Definiert offene Bereiche und Stege




M-TeCK Schablone
Hybridtechnologie zwischen Sieb und Schablone

Kombination der positiven Eigenschaften
Apertur  yon Sieb und Schablone
* Lasergeschnittene Metallschablone mit
definiert offenen Bereichen und Stegen
Emulsion . peschichtung zur Verbesserung des
Abdichtverhaltens

Steg

50 ym




M-TeCK Schablone

o

* Variation des Offnungsgrades
>> unterschiedliche Pastenstarken mit einem Druck

* Druck von Kreisringen/Rahmen maoglich




M-TeCK-Schablone
Applikation Leistungshybride




M-TeCK-Schablone
Applikation Leistungshybride




M-TeCK-Schablone
Applikation Hybridtechnik




M-TeCK-Schablone
Applikation Hybridtechnik
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‘ Konstant hohe Schichtdicke tber den
Antennenstruktu gesamten Linienverlauf: Mittelwert 55 pum




M-TeCK-Schablone
Applikation Hybridtechnik

Fineline-Druck bis 50 um L/S

Offnungsgrad unabhangig vom Verlauf der Strukturen
>> Reproduzierbare Linienbreiten und Schichtstarken




M-TeCK-Schablone
Applikation Hybridtechnik

Fineline-Druck 100 um L/S
Konstante Schichtdicke: Mittelwert 36 um




M-TeCK-Schablone
Applikation Brennstoffzelle

-200 pm
Darstellung der Z-Achse mit Faktor 5 skaliert. | 250 pm

Dichtungsdruck auf Bipolarplatten

* Einsatz hochviskoser Dichtungsmaterialien moglich
* Fillen der Kavitaten
* Hohe, gleichmaldige Schichtstarken




